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【57】申請專利範圍
1.　一種用於最佳化一微影設備或圖案化製程之方法，其包含：在一處理條件下獲得一微影
設備之光學像差的一選擇性分量(selected component)；藉由一硬體電腦系統，基於光學
像差之該選擇性分量而計算一成本函數之一近似(approximate)；及基於該成本函數之該
近似而產生該微影設備或使用該微影設備之一圖案化製程的一調整。

2.　如請求項 1之方法，其中該處理條件包含選自以下各項中之一或多者：該微影設備之一
照明模式的一條件、用於該圖案化製程中之一圖案化裝置的一條件，及/或該微影設備之
一投影系統的一條件。

3.　如請求項 1之方法，其進一步包含藉由最佳化該微影設備或該圖案化製程而不考慮任何
光學像差來獲得該處理條件。

4.　如請求項 1之方法，其中光學像差之該選擇性分量係一任尼克(Zernike)係數。
5.　如請求項 1之方法，其中獲得光學像差之該選擇性分量係基於該成本函數表示之一度量
相對於光學像差之該選擇性分量的一敏感度，其中該度量相對於光學像差之該選擇性分

量的該敏感度高於該度量相對於光學像差之其他分量的敏感度，使得該度量相對於光學

像差之該選擇性分量之該敏感度高於一臨限值。

6.　如請求項 1之方法，其中基於光學像差之該選擇性分量而非該光學像差之其他分量而計
算該成本函數之該近似。

7.　如請求項 1之方法，其中產生該微影設備或該圖案化製程之一調整包含：最佳化該微影
設備或該圖案化製程。
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8.　如請求項 1之方法，其中產生該微影設備或該圖案化製程之一調整涉及一新處理條件，
且該方法進一步包含在該新處理條件下獲得光學像差之該選擇性分量或光學像差之一不

同選擇性分量的一新值。

9.　如請求項 1之方法，其中該成本函數係表示該圖案化製程之一或多個特性之複數個設計
變數的一函數，及/或其中產生該微影設備或該圖案化製程之一調整包含產生該等設計變
數中之一或多者的一調整，直至滿足某一終止條件為止，及/或其中光學像差之該選擇性
分量在該等設計變數當中，及/或其中光學像差之該選擇性分量係該等設計變數中之一或
多者的一函數。

10.   如請求項 1之方法，其中該成本函數表示表徵一製程窗之一度量，其中計算該度量包
含：對於自跨越該製程窗之處理參數之標稱值的複數個偏移中之每一者，判定由彼偏移

產生之一組圖案中之一圖案特性的一最大值；及平均化由所有該等偏移產生之最大值。

11.   一種用於最佳化一微影設備或圖案化製程之方法，其包含：在一處理條件下獲得一微影
設備之光學像差的一選擇性分量；藉由一硬體電腦系統，基於光學像差之該選擇性分量

而計算一成本函數之一近似；及基於該成本函數之該近似而產生該微影設備或使用該微

影設備之一圖案化製程的一調整，其中該成本函數表示與在該圖案化製程中形成之一影

像相關的一度量(metric)。
12.   如請求項 11之方法，其中該度量係選自以下各項中之一或多者：一邊緣置放誤差或其函

數、一製程窗、表徵一製程窗之一度量、良率、一隨機效應、一缺陷之存在或機率及/或
一層間特性。

13.   一種用於最佳化一微影設備或圖案化製程之方法，其包含：在一處理條件下獲得一微影
設備之光學像差的一選擇性分量；藉由一硬體電腦系統，基於光學像差之該選擇性分量

而計算一成本函數之一近似；及基於該成本函數之該近似而產生該微影設備或使用該微

影設備之一圖案化製程的一調整，其中計算該成本函數之該近似包含計算該成本函數表

示之一度量的一近似，其中計算該度量之該近似包含：對於光學像差之複數個選擇性分

量中之每一者，判定由彼選擇性分量產生之一組圖案中之一圖案特性的一最大值；及平

均化由所有該等選擇性分量產生之最大值。

14.   如請求項 13之方法，其中用另一度量加權該度量之該近似，且在該計算期間調整該加
權。

15.   一種電腦程式產品，其包含其上記錄有指令之一電腦非暫時性可讀媒體，該等指令在由
一電腦執行時實施如請求項 1之方法。

圖式簡單說明

圖 1係微影系統之各種子系統的方塊圖。
圖 2係對應於圖 1中之子系統之模擬模型的方塊圖。
圖 3A展示四個圖案中之每一者的 EPE(EPE-PW)的由焦點(橫軸)及劑量(豎軸)跨越的子製

程窗。

圖 3B展示四個圖案之 EPE(EPE-OPW)的由焦點(橫軸)及劑量(豎軸)跨越的子製程窗(由點
陰影區域表示)。
圖 4A示意性地展示 fp(z1,z2,…,zN)受微影設備之光學像差 3000影響。

圖 4B示意性地展示光學像差可分解成多個分量。
圖 4C示意性地展示可選擇光學像差之分量中的僅一些以近似 fp(z1,z2,…,zN)。

圖 5示意性地展示根據一實施例之基於一或多個選擇性像差而使用微影設備來最佳化或
對微影設備或圖案化製程進行組態之方法的流程圖。
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圖 6展示一實例，其中標繪分別由光學像差之幾個分量產生之一組圖案中的 EPE的最大
量值(「EPEmax」)。

圖 7展示光學像差之分量的影響可取決於照明。
圖 8示意性地展示可用以表徵製程窗(例如由焦點及劑量跨越之子 PW)之度量的一實施例。
圖 9展示圖 8中所說明之度量與製程窗之大小具有良好相關性。
圖 10係說明聯合最佳化/共同最佳化之實例方法之態樣的流程圖。
圖 11展示根據一實施例之另一最佳化方法的實施例。
圖 12A、圖 12B及圖 13展示各種最佳化製程之實例流程圖。
圖 14係實例電腦系統之方塊圖。
圖 15係微影設備之示意圖。
圖 16係另一微影設備之示意圖。
圖 17係圖 16中之設備的更詳細視圖。
圖 18係圖 16及圖 17之設備之源收集器模組 SO的更詳細視圖。
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